
日本天文学会2026年春季年会

R21a 近傍渦巻銀河NGC 1068におけるN2H
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星形成は銀河進化の中で重要な活動であるが、その理解には分子雲の性質を調べることが有効である。そのた
め分子雲の中でも特に、高密度領域の物理・化学状態を知ることのできるトレーサーの選定について、現在活発
な議論が行われている。天の川銀河の研究では、一般的な高密度分子ガストレーサーであるHCN(1–0)に比べて、
N2H

+(1–0)は多くの点で優れていることが示されている (例：Kauffmann et al. 2017, A&A, 605, L5)。しかし、
N2H

+(1–0)は弱い輝線であるため系外銀河での研究例は未だ多くない。
そこで我々はALMAアーカイブを活用することで、近傍渦巻銀河NGC 1068の中心 4×4 kpcの領域に対して、

150 pc分解能で高品質な HCN(1–0)と N2H
+(1–0)の画像を作成し、比較研究を行った。その結果、銀河中心領

域では、N2H
+強度はHCNに対して 0.90±0.02の冪乗則を示すことがわかった。円盤部では 1.01±0.01と異なる

冪であった。また、N2H
+/CO、およびHCN/CO比は中心領域で円盤部よりも系統的に高く、渦状腕内では勾配

があった。M51銀河で得られた結果 (Stuber et al. 2023, A&A, 680L, 20S)に比べると、銀河全体で N2H
+/CO

比が低く、中心領域ではHCN/CO比が高いことが分かった。これは、AGNによる分子ガス加熱が主な原因と考
えられる。本講演ではNGC 1068と他の銀河の比較から、N2H

+の高密度分子ガストレーサーとしての有用性と、
銀河環境がN2H

+に与える影響について議論する。


